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1．はじめに
株式会社ホロンは1985年（昭和60年）5月に創業し、製造

開発拠点を東京都狛江市に開設いたしました。今年で40周
年を迎えます。この同じ年に40周年を迎えられた SEAJ の
メンバーに加えていただきましたことは大変光栄であり、
ご縁を感じている次第でございます。

弊社は創業以来、電子ビーム技術を応用した寸法測定機
（以下、CD-SEM）を主製品として、開発、製造、メンテナ
ンスを世界の主要半導体メーカー殿、フォトマスク製造メー
カー殿に提供してまいりました。

CD-SEM とは半導体デバイス上の回路パターン寸法、ま
たはフォトマスク上の回路パターン寸法を精密に測定する
為に特化された走査型電子顕微鏡（SEM）です（CD: 
Critical Dimension）。

弊社社名のホロンはギリシャ語で「全体」を表す「HOLOS」
に「個」「部分」を表す「ON」を結びつけたもので、アーサー・
ケストラー（Arthur Koestler, 1905-1983）による造語であ
ります。個人と集団、個と全体との関係が有機的に調和し
ていることを意味します。「部分」でもあり「全体」でもあ
り、それだけで自律的な存在。たとえば、生物の細胞は、
それ自体は「部分」でありますが、遺伝子の形で「全体」
の情報を持ち合わせます。弊社では　ホロンを、「個を重視
し、全体の調和を図る」ととらえています。

ウェーハ用 CD-SEM でビジネスを開始し、そこで培われ
た技術、経験を活かし、フォトマスク用 CD-SEM の開発に

成功、現在に至っております。常にお客様からのニーズを
元に技術開発、改良を進め、現在の最先端半導体デバイス
製造には欠かせないフォトマスク CD-SEM で最先端半導体
デバイス製造技術の一端を担っております。

1996年に埼玉県所沢市に開発・製造拠点を移し、さらに
2021年にお客様からの多くのご要求にお応えするために現
在の東京都立川市に新工場を建設し、移転いたしました。

更に2026年初頭には同じく東京都立川市に第二工場（仮
称）を開業するべく、建設を開始いたしております。

また、2022年4月に弊社は株式会社エー・アンド・デイと
経営統合をし、株式会社Ａ＆Ｄホロンホールディングスの
下に業務を継続いたしております。

2．歩み
弊社は日本国内の大手電子ビーム技術関連会社に従事し

ていた7名で創業されました。いわば“七人の侍”でスター
トを致しました。前述致しました通り、ウェーハ用 CD-
SEM で事業を開始、日本にとどまらず、海外にも目を向け、
事業を展開いたしました。

ある時、お客様から「ホロンの CD-SEM でフォトマスク
上のパターンの観察、寸法測定が出来ないか？」というご
要望を頂戴し、マスク用 CD-SEM の開発がスタートしまし
た。当時はフォトマスク上のパターンサイズはウェーハ上
の回路パターンの5倍、ないしは4倍の大きさでありました
ので、SEM の分解能を必要とはせず、光学顕微鏡ベースの
寸法測定器が用いられておりました。しかしながらデバイ
ス回路パターンの微細化が進む中、デバイス回路原版にな
りますフォトマスク上のパターンにつきましても、その正
確度の要求が高まっており、フォトマスク上のパターン寸
法が 1μm を下回る頃になりますと従来の光学顕微鏡ベー
スの寸法測定器では十分ではなくなってきました。また、
フォトマスク製造におけるパターニングプロセスには
ウェットエッチングが用いられていましたが、先に述べま
した通り、より正確なデバイス回路原版としてのパターン
が望まれ、異方性に優れたドライエッチングが採用されま
した。これらの要因でフォトマスク上のパターン寸法測定
には SEM が必須となってまいりました。

当初、弊社のユーザ殿におかれまして、初めてSEMでフォ
トマスク上の回路パターンを観察したところ、ウェットプ
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ロセスの影響と考えられるパターンエッジの揺らぎ、サイ
ドエッチの大きさなどに驚愕された、と伺っております。
フォトマスクを正確に作成することが大きくクローズアッ
プされ、そのための検証機器として弊社の CD-SEM が用い
られることになり、フォトマスク製造工程では電子ビーム
描画装置と並び必須の装置となりました。正確な回路パター
ンが要求され、精密な観察および測定が必要となってまい
りました。

半導体デバイス製造用フォトマスクはガラス（合成石英）
を基材とし、金属製（Cr や MoSi など）遮光膜との2層構造
になっています。フォトマスク用CD-SEMにとりましては、
ここのところ（観察対象物構造）がウェーハ用 CD-SEM と
大きく異なるポイントであります。金属製遮光膜はフォト
マスクの極めて表面に位置し、基材になるガラスは絶縁体
であり、表面に電子をため込むチャージアップ現象が発生
し、SEM の観察には適さないことが知られています。

また、デバイス回路原版となりますフォトマスクは、そ
の役割上、SEM での観察時において、発生しうる電子ビー
ムによるダメージを極力抑えることが必要になります。前
述の絶縁体でありますガラス基材表面に発生する電子の
チャージアップを極力抑えるため、またフォトマスクの電
子ビームによるダメージを極力抑える為に、電子の加速電
圧はなるべく低くしなければなりません。ただし、ここで、
重要なのは加速電圧を低くすると電子ビームの収束性に影
響が出ることであります。低加速電圧では電子ビームの収
束性が損なわれ、収差が発生し要求されている高分解能を
達成することは難しくなります。

そこでホロンは透過型電子顕微鏡 （TEM）などに用いら
れています収差補正機をフォトマスク CD-SEM 用に改良、
採用し、極めて低い加速電圧の電子ビームの収束性を向上
しました。

また、長年採用しておりました低真空技術を改良し、フォ
トマスク表面に発生する電子のチャージアップを効果的に
低減し、収差補正機による収差の少ない電子ビームにより、
高い分解能を得ることに成功しました。

現在、弊社の主力製品　フォトマスク CD-SEM “ZX”は
この結晶ともいうべきものであります。全ての半導体デバ
イス用フォトマスクからリーディングエッジデバイス用
フォトマスク、ナノインプリント・リソグラフィ用テンプ
レートに至るまで、その製造を陰ながら支えております。

お客様に寄り添い、一緒に問題点に取り組み、解決して
いくという弊社の姿勢がお客様からご評価を頂き、今日の
事業展開に繋がっていると思います。

以下の SEM 写真は ZX で取得しましたフォトマスク上の
パターンイメージです。

また、お客様（台湾 TSMC 殿）との共同開発の一例とし
て、フォトマスク CD-SEM をベースに開発されたフォトマ
スク DR（Defect Review）- SEM があります。最先端の極
紫外光（Extreme Ultra Violet、以下 EUV）リソグラフィー
プロセスではフォトマスク上の欠陥管理が最重要課題の一
つであります。

ウェーハプロセスで使用されている EUV フォトマスク
の管理の一環として、フォトマスク上の欠陥を観察、さら
に元素分析（EDX）を行うフォトマスク用 DR-SEM を開
発しました。これは ELECTRON DEVICE SOCIETY に掲
載された記事です。TSMC 殿が世界に先駆けて EUV リソ
グラフィーを量産に取り入れた際に弊社のフォトマスク
DR-SEM を採用頂いたことが記述されております。

TSMC 殿での EUV 露光の量産化適用に際して、弊社は
少しだけお手伝いさせていただけたと自負いたしておりま
す。
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3．弊社のグローバルサポート体制
弊社は韓国、台湾に支店を構え、中国、米国、欧州にお

いては代理店による、販売、サポート体制を敷いております。
世界のお客様をグローバルにサポートする体制を整えてお
ります。先に述べましたが、製造能力の強化のため、新規
に工場を建設中です。これにより製造力は向上し、また、
新規開発にも注力してまいります。

4．おわりに
弊社は社名であります“ホロン”の解釈の通り、部分で

ありながら全体の性質を持つ、究極のエコシステムを目指
します。世界全体との調和を保ちながら、ホロンの個性を

最大限に発揮して国際社会に貢献する会社として進んでま
いります。

半導体産業エコシステムの一員として共に発展していく
所存です。そのためには、以下の3原則を基本としてより発
展していけるように全力で取り組んで参ります。

　①　顧客に価値をもたらす電子ビーム技術を常に磨く
　②　必然性に基づいて考え、実行する
　③　世界一流の会社と共創することで真のグローバル

カンパニーになる
このたび、SEAJの一員に加えていただきました。今後も、

皆様のご理解とご支援を賜りますよう、この場をお借りし
て、お願い申し上げます。

ELECTRON DEVICES SOCIETY（APRIL 2021 VOL. 28）に掲載された記事

189ภ.indD   24࡞࠽ࡖࠫ 2025/04/25   19:46:41




